76 Cercetarea procesel or de obtinere si modificare dirijatd a proprietatilor compusilor...

CZU 544.53:621

ELABORAREA LASERULUI CU EXCIMER XeCl PENTRU
APLICATII TEHNOLOGICE

Conducator stiintific: Valeriu Gutan, conf.dr.;
Executor responsabil: lon Olaru, conf.dr.

Sint descrise particularititile de proiectare si elaborare a laserului cu excimer XeCl pentru
aplicatii tehnologice. Au fost proiectate si elaborate blocurile si sistemele componete ale laserului.
A fost redlizat un sistem de pompa] prin descircare electrica transversala cu sistem integrat de
preionizare ultravioletd a mediului activ gazos. A fost asamblatd indaatia laser si obtinuta radiatia
laser. Sint redlizate lucrari experimentale de optimizare a acumulatorului de energie si a sisemului
de preionizare ultravioleta.

Reiesind din principiul de pompaj prin descarcare electrica transversala cu
ionizare preventiva ultravioleta a mediului activ gazos, a fost elaborata instalatia
laser cu excimer (in baza laserului cu XeCl), care este formata din urmatoarele
blocuri si sisteme:

1) cameralaser;

2) sistemul de pompaj cu sistem integrat de ionizare preventiva;
3) blocul de alimentare de tensiune joasi;

4) convertorul de tensiune inalta;

5) blocul electronic de dirijare al laserului;

6) sistemul de vacuumare si formare a mixturii gazoase.

In prima etapa a proiectului (anul 2007), au fost realizate lucrari de proiectare
si testare a unor caracteristici a machetelor in functiune a sistemelor enumerate mai
sus, iar in etapa a doua (anul 2008) au fost realizate lucrari de confectionare,
asamblare, testare si optimizare a parametrilor energetici ai laserului.

Optimizarea parametrilor laserului a fost realizata in baza studierii
experimentale a proceselor de acumulare a energiei si introducere in mediul activ
gazos si a proceselor de ionizare preventiva a mixturii gazoase pentru obtinerea
descarcarii difuze.

Pe parcursul anului 2008 (etapa a doua a proiectului) au fost realizate si
obtinute urmatoarele rezultate:

1) afost confectionat corpul camerei laser;

2) au fost confectionati electrozii superior si inferior de pompaj;

3) au fost confectionate elementele de asamblare si etansare;

4) afost asamblata camera laser si testata la vacuum si presiune inalta;

5) au fost confectionate elementele sistemului de pompaj;

6) au fost confectionate elementele sistemelor de preionizare prin descarcare pe
suprafata dielectricului si prin descarcare spatiala;

7) afost confectionat sistemul electronic al laserului;

8) aufost asamblate integral camera laser si sistemele de preionizare si pompaj;

9) afost elaborat proiectul si confectionate elementele sistemului de vacuumare si
formare a mixturilor gazoase;
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10) a fost confectionat corpul instalatiei laser si realizate lucrari de asamblare a
instalatiel laser in intregime;
11) au fost efectuate lucrari experimentale de testare si gjustare a convertorului de
tensiune joasi si de optimizare a sistemului electronic in intregime;
12) au fost studiate procesele de acumulare si introducere a energiel in mediul activ
gazos ionizat preventiv prin descarcare pe suprafata dielectricului. Au fost
identificate si analizate fazele temporale ale procesului de pompa.
Sistemul de preionizare elaborat, spre deosebire de cele existente, este
proiectat ca parte componenta a sistemului de pompa.
Blocul de alimentare elaborat poseda urmatoarele caracteristici:
- energie maxima acumulata E = 25J;
- frecventa maxima de repetitie F = 30 Hz;
- putere medie a blocului P = 1kW;
- limiteledereglarearetineriit =5, 100 s,
- tensiunereglabila de incarcare U = 100 , 1000V,
- tensiuneade pompa Up = 2500, 25000V;
Blocul de alimentare intretine urmatoarele functii:
1. mentinerea automata a valorii tensiunii de incarcare selectate.
2. dirijareainterioara cu frecventa de repetitie si sincronizarea sistemelor
exterioare de masura.
3. dirijarea manuala si exterioara cu frecventa de repetitie.
4. sincronizarealaserului cu semnale de la aparatele de masura.
Parametrii laserului cu excimer XeCl: . &1
Lungimea de unda — | =308 nm
Durata impulsului —t=15-20ns
Energiamax inimpuls — E =50 mJ
Frecventa de repetitie — f=1-30pps

Resursa — 10° pulsuri
Instalatia laser elaborata poate fi utilizata in Fot.1. Camera laser cu
urmatoarele domenii tehnologice: acumulatorul de energie

- tehnologii de sinteza si depunere a nanostructurilor in baza fenomenului de
ablatie;

- tehnologii de prelucrare a suprafetelor cu scopul imbunatatirii proprietatilor in
baza fenomenului de annealing (lecuirea defectelor, activarea centrelor,
recristalizarea);

- tehnologii de micromarcare a materialelor din ceramica, sticla, polimeri prin
ablatie, marcarea fotochimica prin schimbarea culorii, marcarea codurilor
matriciale 2D;

- confectionarea micropieselor de forme complicate prin ablatia semifabricatelor
(formare 2,5D).
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The work describes the particularities of projection and eaboration of a laser with XeCl
excimer for technological applications. Blocks and component systems of the laser were projected
and elaborated. A pumping transversal electric discharge system with an integrated system of
ultraviolet preionization of the active gaseous medium was implemented. A laser ingallation was
assembled and laser radiation was obtained. Some experimental works of energy accumulator and
of ultraviolet preionization system optimization are achieved.



